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Wichtiges Gber
die Behandlung von

HOTO-PRLATEEN
1. Apparat, Kassetten und l’lau\r stoublres halten. Staub aut

0% Tiaten wahrond.der Albwic ung erzeud 1 Neauy
nadelstichartige helle Flzduh \n. i
2

lon
b geprates, oder zu lange Eine
mmerlidites erzeugt Schl

préfiem Dunkelkammerlicht, N

5. Nach Fallung der Kesseiten ayige Plailen sofort wieder gut
i achel verpacken, | cht Schicht gegen Papier.
4 Enf Dic Platten sind focken in den fu der Sch
befindiichen, reidilich bemesscobn reinen Entwidkler e
schi Hineinverf r den Enfyicler aul die
Platten giefen, erzeugt Lufth er Schicht, die nach

der Enticklung als helle, T Cf i sk en i Nowsity
rscinen, Eoundens Lném ‘i man sofor

reinem Watte
5 Finicren Nooh dor V0 das Nty gut it Wasser
ahspdlen, dann in reinem, sautem Fixicrbad 1,5 genagend

Tinge fisieren. Gelbgeworden s Fixterbad wegsdhilien

% der Negative f lech flefnden Wasses
ca, *fy Stunde.
Zim Trodknen stelle man dicl Negstive mit reichiche
Abstand “auf Trokensahmen on sciige Ort mit | mm
bewegler, staubfreier Luft von Ga 15-98° C,
trocknende Platen werden bl il el sonr bt
von Bakerien zerfressen. Dadurdy entstehen schwarze oder

helle Fleden auf der Schicty
8. Aufbewahrung von Pholoplatten in Raumin, die irodkeo,
kaht und fret von schadiichen Dansfen s nd:

Lesen Sie unser Photohandbuch, das Sie uber alles Wichtige
genay ay
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Hauff-leoniax A.-G, Wandsbelks

Do not throw this away, h

read it carefully when Using!
PLATAS

ccp the camera, darksslidil and plates free 10!
T R R

. Load, unload and develop plates only in speciroscopically
. safe light, Unsafe light/ or.t60 long exposure fo,safe"
lght il cause fog

5. Affer loading sldes, imniately repack surplus plates in the
carlon, face by face, coned side not towards the paper.

. ment. Thof plaes should e slit into 4 dish
containing an ample qubnilly of clean developer. Dropping

o, or pouring (e developer over them may
jprent will
appear as clear round spafs. Any bubbles observed shiould
be 1mmzdmelv removed with a swab of cottonswool.

Fixing Afer developing, rinse the nogatives well with

waler ‘and place them in 8 pure acid fixingshaif (1 part

2d ising St (05 ports of, water) unil il frace. of
undeveloped. silver is romoved. Throw away any fixing

Soltion which has become dity or dis<oloure

Wash the negatves do pumning waler for about hofban:
our.

Drying, Place the negatives well apart in a dryingsrack

and’set i o shady spoly where the aie can, cirolate, free

from dust, and i moderate temperature, Plaies too’ fong
diying i ot weahir e frequently aicked by bacteray

s Dlack or lght spots in the emulsion

& Staxing, Dry pleles must be siored in a cool, dry place

Tree from detrimental damps.

o

°
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Remarques importantes
concernant le traitement des
PLAQUES

Apparel o e adlg o v e (1
5 {€ee o polieiire s fes pligues provoque des

P i o
L e s
ffec en chambre nofre avec ne Ilmicre vralemen! spécirox
Un éclatrage défeclieus ot meme tne action (rop.

profongée d'un éclairage parfal, produsent du volle.
A gement des hasis I ful réemballer soidneusement
{es plagues restanies, ave la couche contre ¢ papler.
Dévelonpement. Employer un boin révélaieur irts propre
et ¢ quanite suffisante. Les plaques doivent eire glissées
doucement dans I¢ bain, Eviler de les y introduire trop

des {aches rondes aprts le développement.
dolvel s Eleyiss s Lt v un mpor Jultalep e,
fo doit étre bien

s abi la Taat o smghred seuiis Gadant. s dhirée
suffisamment longite dans un bain de fixage acide propre,
mposé de 1 partie de sel fixateur et de 5 parties d'ean, S

>
iz

=
8,

tne distence sulfisamment grande les uns des auires et
iroit & Tiabriide la poussiere el d

{emptisite denvid 1= 480 € Des platy U ny

trop léntement, sont tres e les microbes

Torsqu'il fait tres dnud‘ B provsane sie1a cot

tiches noires o lire

On dolt conserver les plagues  un endolt Seci fras

alayant pas & xhalalsons nusbIes.

-
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e
Precauciones que hay que
tomar n el empleo de las

placas fetograficos

1. Bs preciso conservar los aparatos, 1os chasis  las placas com-

plelamente libres de polvo, porque i poivo depositado en

l Tas manchas que aparecen Tucgo en el negalivo.

Manipilnse ycevélente Lo places inicamente en un recinta

imitaio e S s i e L

= manipulacion e, (as placas a una.luz Wsaicientemente

inactinica produce velos, lo mismo aun un revelado excesit
vamente prolongado.

. Después de haber cargado los chasis es necesario empagctdr
¥ ardar_debidamenie las.placas sobrantes colocandolas
emulsién conira emulsiGh.

4 Revelado. Hay que iniroducir las placas cn las cubetas

convenientemente. provisias de revelador suficiente. El verter

&2

y redonds en el negalivo, Las ampollas pueden hacerse
desaparecer, desqués de producidas, por medio de ligeros
froies con una bolla e de lgdSa en rama

5 Fiindo.tina ver terminndo of revelad oy dye aclarar
ligeromente 53 placas con s para ST R
clnl s G

ralo. waca un baio fijador gastado y amarillo

6 Lévense luego los negalives en agua clara y corrients
dutante meda hore aproximadamente.
2. Colbquense los. negilivos, para el secado, a cierta distancia

os e olfon a.in sombra y en un IVght sotmelido a taa
ligra corriene e iy o femperstira oscile entze los
Cuando el secado se realiza esiva
el R R ucada
adierias ¥ pot csla causa aparesch mandhas o
¥ obscuras en la superficie de la pl
Tiay o feiet 1 cad e un g seco ' frescs iore de
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